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Vakuumbeschichtungsanlage

(67) Die Erfindung betrifit eine Einrichtung zur Aufnahme von
Substraten mit unterschiedlicher Oberflachengestat,
insbesondere schaft- und plattenférmige Werkzeuge und
Werkzeugeinsatze, zur Beschichtung ir Bewegungseinrichtungen
fiir Vakuuman'agen, bai der die zu beschichtenden Substrate
mittels Planetenradgetriebe zu der Teilchenquelle bewegt werden.
Die erfindungsgemaBe Einrichtung, insbesondere fir
plattenformige Substrate, ist dadurch gekennzeichnet, daB auf
einer Tragerscheibe mit riickseitig zentris’ h angearbeitetem
arretierbarem Aufnahmeflansch mit axiale. Auinahmebohrung
mehssre am Tragerscheibanumfang vertviite, radial zur
Tragerscheibenachse angeordneta Aufnahmenuten eingearbeitet
sind, in die Magazinkdrper radial verschiebbar aufgenommen und
fixiort sind, in derien Substrate hintereirander radial zur
Tragerscheibenachse und durch Distanzplatten unterschiedlicher
Starke in bestimmten Abstinden angeordnet sind, wobei die zu
beschichtenden Flachen der Substrate im wesentlichen senkrecht
und ohne Abschattung dem Teilchenstromn der Strahlungsquelle
zugowandt sind. Die erfindungsgemiBe Einrichtung, insbesondere
f0- schaftférmige Substrate, ist dadurch gekennzeichnet, daB auf
einer Tragerscheibe radial zur Tragarschoibenachse angeordnete
axiale Bohrungen mit riickseitig angearbeitetem Fuhrungsbund mit
Arretierschraube versehen sind, in die geschlitzte PaBlzylinder mit
unterschiadlichem Innendurchmesser, in die schaftformige
Substrate mit kreisformigem Schaftquerschnitt axial verschiebbar
aufgenommen sinz, eingepaBt sind, wobei die Abstinde zwischen
den Bohrungen auf der Tragerscheibe so gewahit sind, d~8 die zu
beschichtenden Flachen der Substrate im wesentlichen senkrecht
zum Teilchenstrom der Strahlungsquelle ohne gegenseitige
Abschattung angeordnet sind. Sa'che Einrichtungen zur Aufnahme
von Substraten finden Avwendung bei der Beschichtung von
schatt., walzen- und plattenférmigen Werkzeugen und
Werkzeugeinsatzen in Vakuumbeschichtungsanlagen. Fig. 2
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Patentanspriiche:

1. Einrichtung zur Aufnahme von Substraten mit unterschiedlicher Obsrflichengestalt, insbesondare
pla:.enférmige Werkzauge und Werkzeugeinsitze, zur Beschichtung in eirer
Vakuumbeschichtungsanlage unter Verwendung einer Bewegungseinrichtung, bei der die
Aufnahmeachsen sternférmig und zur Mittelachse des Grundkdrpeis geneigt angeorcnst und
endseitig einerseits auf einem kegelstumpfférmigen Stiitzring und andererseits auf einem parallel
Uber dem Stditzring zentrisch angeordneten, im Querschnitt winkelformig, um die Mittelachse
drehbar gelagerten und mit der Antriebseinrichtung des Planetenradgetriabes verbundenen
Antriebsring gelagert sind, dadurch gekennzelchnet, daR aufeiner Trégerscheibe (14) mit riickseitig
zentrisch angearbeitetem arretierbarem Aufnahmeflansch (15) mit axialer Aufnahmebohrung (16)
niehrere am Tragerscheibenumfang vaerteilte, radial zur Trégerscheibenachse (22) angeordnete
Aufnahmenuten (18) eingearbeitet sind, in die Magazinkorper (19) radial verschiebbar
aufgenommen und fixiert sind, in denen Substrate (10) hintereinander radial zur
Tréagerscheibenachse (22) und durch Distanzplatten (23) unterschiedlicher Starke in bestimmten
Absténden angeordnet sind, wobei die zu beschichtenden Flichen (21) der Substrate {10) im
wesentlichen senkrecht und ohne Abschattung dem Teilchenstrom (32) der Strahlungsquelle (33)
zugewandt sind.

2. Einrichtung zur Aufnahme von Substraten mit unterschiadlicher Oberflichengestalt, insbesondere
schaftférmige Werkzeuge und Werkzeugeinsitze, zur Beschichtu ngin einer
Vakuumbeschichtungsanlage unter Verwendung einer Bewegungseinrichtung, bei der die
Aufnahmeachsen sternférmig und zur Mittelachse des Gru ndkérpers geneigt angeordnet und
endseitig einerseits auf einem kegelstumpfférmigen Stiitzring und andererseits auf einem parallel
ber dem Stitzring zentrisch angeordneten, im Querschnitt winkelférmigen, um die Mittelachse
drehbar gelagerten und mit der Antriehseinrichtung des Planetenradgetriebes verbundenen
Antriebsring gelagert sind, dadurch gekennzeichnet, daR auf einer Tragerscheibe (14) radial zur
Trégerscheibenachse (22) angeordnete axiale Bohrungen (24) mit riickseitig angearbeitetem
Fihrungsbund (27) mit Arretierschraube (28) versehen sind, in die geschlitzte PaRzylinder (25) mit
unterschiedlichem Innendurchmesser (26), in die schaftférmige Substrate mit kreisférmigem
Schaftquerschnitt axial verschiebbar aufgenommen sind, eingepafdt sind, wobei die Abstinde
zwischen den Bohrungen (24) auf der Trigerscheibe {14) so ¢.ewdhlt sind, daB die zu
beschichtenden Flachen (21) der Substrate (10) im wesentlichen senkrecht zum Teilchenstrom (32)
der Strahlungsquelle (33) ohne gegenseitige Abschattung angeordnet sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf3 in den Bohrungen (24) der
Trégerscheibe (14) axial verschiebbare substratspezifische Klemmbolzen (29), auf die
schaftfdrmige Substrate (10) mit das Substrat (10) radial durchdringender Ausnehmung (30)
aufgenommen sind, und dazu ausgerichtete Fixierstifte (31) angeordnet sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 1bis 3, dadurch gekennzeichnat, daB Tragerscheiben (14) gleicher oder
verschiedener Substrate (10) auf gemeinsamen Aufnahmeachsen (11) hintereinander angeordnet
sind.

Hierzu 3 Seiten Zeichnungen

Anvsendungsgebloet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Aufnahme von Substraten mit unterschiadlicher Oberflichengestalt, insbesondere
schaft- und plattenférmige Werkzeuge und Werkzeugeinsitze, zur Beschichtung in Bewegungseinrichtungen fiir
Vakuumanlagen, bei der die 2u beschichterden Substrate mittels Planetenradgetriebe zu der Teilchenquelle bewegt werden,

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Die vakuumphysikalischen Beschichtungsprozesse der plasmaaktivierten, reaktiven Verdampfung baw, Zerstdubung sind durch
dievorhandenen niedrigen Arbeitsdriicke (< 1Pa) Strahlprozesse, bei denen die zu beschichtenden Substrate nur an den Stellen
effektiv beschichtet werden, die dem Teilchenstrahl der punktférmigen {Verdampfungstiegel) oder bandférmigen (Target)
Quelle zugewandt sind. Zur gleichmiBigen Beschichtung aller Aktivflichen der Substrate ist daher eine mehrachsig
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schwankbare Bewegungseinrichtung in Verbindung mit Einrichtungen notwendig, die die Substrate mit unterschiedlicher
Oberflichengestalt ieweils so aufnehmen, daB alle zu beschichtenden Fldchsn gleichermafen dem Teilchenstrom der
Strahlungsquelle ausgesetzt sind.

In bereits bekannten Vorrichtunyen erfolgt die Aufnahme der Substrate in den Bewegungseinrichtungen zur
vakuumphysikal'schen Beschichtung so, daR nur jewails eine definierte Substratform, insbesondere walzen- oder
schelbenfdrmige Werkzeuge und Werkzeugeinsitze, uf je einem Aufnahmeelement aufgenommen werden. Dadurch ist die
GréRe der Charge der gleichzeitig zu beschichtenden Werkstiicke'gering.

Durch das DD-WP 212993 ist eine Substrathaltevorrichtung zur Bewegung der Substrate um drei Achsen bekannt, wobei die
Aufnahme der rotationssymmetrischen Substrate einzeln auf Aufnahmeachsen erfolgt, diein Haltegabeln drehbar gelagert sind,
wobei die gesamte Vorrichtung um die Strahlungsquslie rotiert.

Weiterhin sind durch die DE-OS 28 13180 und die DD-PS 245680 Substrathaltevorrichtungen bekannt, bei denen
rotationssymmetrische Substrate einzeln aufgenommen und tiber der Strahlungsquelle mittels der rotierenden Aufnahmeachse
bewegt werden.

Der Nachteil der bereits bekannten Substrathaltevorrichtungen liegt in der ungeniigenden Ausnutzung des zur Verfiigung
stehenden Beschichtungsraumes, dem im wesentlichen auf rotationssymmetrische Substrate beschrinkten
Anwendungsbereich und dem dazu erforderlichen hohen getriebetechnischer Aufwand.

Ziel der Erfindung

Zie! der Erfindung ist es, eine Einrichtung zur Aufnahme von Substraten zur Beschichtung in Bewegungseinrichtungen fiir
vakuumphysikalische Prozesse 2u entwickeln, die bei guter Ausnutzung des zur Verfiigung stehenden Beschichtungsraumes
Substrate gleicher oder unterschiedlicher Gestalt so aufaimmt, daR alle zu beschichtenden Flichen gleichméRig beschichtet
werden, d.h. die eine Erweiterung der Anwendungsbreite sowie die Erh6hung der ChargengréBe bei guter Schichtqualitit
herbeifiihrt und somit den BeschichtungsprozeR ékonomisch gestaltet.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrichtung zur Aufnahme von scheiben-, schaft- oder plattenférmigen Substraten wihrend
der Beschichtung in mit rotierenden, zur Teilchenquelle gensigten Aufnahmeachsen versehene Bewegungseinrichtungen fiir
Vakuumbeschichtungsanlagen zu entwickeln, die die Aufnahme von Substraten unterschiedlicher Oberflichengestalt bei
gleichm#Biger Beschichtung der zu beschichtenden Flichen ermoglicht,

Diese Aufgabe wird fiir plattenférmige Substrate erfindungsgemiR dadurch geldst, daB auf einer Trigerscheibe mit riickseitig
zentrisch angearbeitetem arretierbarem Aufnahmeflansch mit axialer Aufnahmebohrung mehrere am Trégerscheibenuinfang
verteilte, radial zur Tragerscheibenachse angeordnete Aufnahmenuten eingearbeitet sind, in die Magazinkdrper radial
verschiebbar aufgenommen und fixiert sind, in denen Substrate hintereinander radial zur Trégerscheibenachse und durch
Distanzplatten unterschiedlicher Stérke in bestimmten Abstiinden angeordnet sind, wobei die zu beschichtenden Flichen der
Substrate im wesentlichen senkrecht und ohne Abschattung dem Teilchenstrom der Strahiungsquelle zugewandt sind.

Diese Aufgabe wird fiir schaftférmige Substrate dadurch geldst, daB auf einer Trégerscheibe radial zur Trégerscheibenachse
angeordneis axiale Bohrungen mit riickssitig angeordnetem Fiihrungsbund mit Arretierschraube versehen sind, in die
geschlitzte PaBzylinder mit unterschiedlichem Innendurchmesser, in die schaftférmige Substrate mit kreisformigem
Schaftquerschnitt axial verschiebbar aufgenommen sind, eingepaft sind, wobei die Abstinde z2wischen den Bohrungen auf der
Trdgerscheibe so gewshlt sind, daB die zu beschichtenden Flachan der Substrate im wesentlichen senkrecht zum Teilchenstrom
der Strahlungsquelle ohne gegenseitige Abschattung angeordnet sind.

In den Bohrungen der Trigurscheibe sind axial verschiebbare substratspezifischo Kiemmbolzen, auf die schaftformige Substrate
mit das Substrat radial durchdringender Ausnehmung aufgenommen sind, und dazu ausgerichtete Fixierstifte angeordnet.
Die Trdgerscheiben gleicher oder verschiedener Substrate sind aufgemeinsamen Aufnahmeachsen hintereinander angeordnet,
In Vorbereitung des Beschichtungsvorganges werden die Trégarscheiben je nach GréRe der zu beschichtenden Substrate
einzeln oder hintereinander mittels der Aufnahmebohrung der Trigerscheibe auf den Aufnalimeachsen der
Bewegungseinrichtung angeordnet und mittels des Arretierslements festgespannt,

Wihrond des Beschichtungsvorganges setzen sich die Aufnahmeachsen infolge der als Planetenradgetriebe gestalteten
Bewegungseinrichtung tber der Strahlungsquelle in Drehbewegung um mehrere Achsen. Durch die Umlaufbewegung der
Bewegungseinrichtung und die Eigendrehung der Aufnahmeachsen, auf denen die erfindungsgemaRen Einrichtungen
angeordnet sind, wenden sich stindig andere Substrate und stets andere Abschnitte der zu beschichtenden Flichen der
Substrate der Strahlungsquelle zu.

Die 2u beschichtenden Flichen der Substrate indern utets ihren Standort in der von der Strahlungsquelle abgegebenen
Teilchenstrahlenwolke.

Dadurch werden auf den zu beschichtenden Flichen der Substrate mit kompliziertcr und unterschiedlicher Oberflachengestalt
gleichmiRig geschlossene Schichten abgeschieden.

Die erlindungsgemiRe Einrichtung zur Aufnahme von Substraten zur Beschichtung in Bewegungseinrichtungen hat gegeniiber
herkémmlichen Einrichtungen den Vorteil, dafd substratspezifisch gestaltete Tragerscheiben Substrate mit komplizierter
Oberflichengestalt aufnehmen, wobei Tragerscheiben gleicher oder verschiedener Substrate auf Achsen, die durch eine
Bewegungseinrichtung mit geringem technischem Aufv:and um mehrere Achsen drehbar sind, einzeln oder hintereinander
aufgenominen werden, so daB der Beschicntungsraum vollstdndig ausnutzbar ist.
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Austdhrungsbeispiel

Nachstehend wird die Erfindung an einem Ausfihrungsbelsplel niher erlutert.
In den zugehérigen Zeichnungen zeigen

Fig.1: die Anordnung erfindungsgeméBer Einrichtungen in einer bereits bekannten Bewegungssinrichtung

Fig.2: aine Tragerscheibe mit auf ihr angeordneten Magazinkérpern zur Aufnahme plattenférmiger Substrate, insbesondere
Hobelmesser, mit durch Aufbruch dargestellter Substratanordnung im Magazinkérpar

Fig.3: die Seitenansicht der Triagerscheibo mit auf ihr angeordneten Magazinkdrpern zur Aufnahme plattenférmiger Substrate
im Schnitt

Fig.4: eine Trigerscheibe zur Aufnahme schaftférmiger Substrate mit kreisférmigem Schaftquerschnitt, insbesondere
Schaftfréser, mit durch Aufbruch dargesteliter Substratklemmung

Fig.5: eine Tragerscheibe zur Aufnahme schaftfsrmiger Substrate mit diese durchdringender radialer Ausnehmung,
inshesondere Schermesser.

In Fig. 1 ist die Anordnung erfindungsgemaBer Einrichtungen 1 in einer bereits bekannten Bewegungseinrichtung 2 dargestellt,
welche folgendermaBen aufgebaut ist:

Die Bewegungseinrichtung 2 besteht aus einem Grundkérper 3, auf dem mehrere kegelstumpfférmige Stiitzringe 4, 5
unterschiedlicher Durchmesser iibereinander angeordnet sind, wobei iiber jedem der kegelstumpfférmigen Stitzringe 4, 5 ein
im Querschnitt winkelférmiger Antriebsring 6, 7 um die Mittelachse 8 drehbar gelagert und mit einer Antrigbseinrichtung 9
verbunden ist, wobei die die mit Substraten 10 bestiickte erfindungsgemiRe Einrichtung 1 aufnehmende Aufnahmeachse 11
auf zwei Stiitzrollen 12 unterschiedlicher Durchmesser auf den kegelstumpiférmigen Stiitzringen 4, 5 und mit einer der beiden
Stitzrollen 12 im zugehérigen Antriebsring 6, 7 abgestiitzt sowie durch einen Haltering 13 im gleichmaBigen Abstand gehalten
sind.

In Fig.2 bis 5 sind Trégerscheiben 14 dargestellt, an die riickseitig zentrisch ein Aufnahmebund 15 mit einer
Aufnahmebohrung 16 und einer radial eingebrachten Arretiereinrichtung 17 eingearbeitet sind.

Die in Fig.2 und 2 dargestellten Trager scheiben 14 sind mit zum Mittelpunkt der Trégerscheibe 14 radial verlaufenden,
schwalbenschwanzférmigen Aufnahimenuten 18 versehen, in die Magazinkdrper 19 radial verschiebbar angeordnet sing, die
durch je eine an diese riickseitig angeordnete Klemmschraube 20 gegen die Aufnahmenut 18 festgespannt sind.

In den Magazinkérpern sind plattenférmige Substrate 10 so aufgenommen und fixiert, daB sich die zu beschichtenden

Flachen 21 axialzur Trdgerscheibenachse erstrecken, wobei sich awischen den Substraten 10 Distanzplatten 23 befinden, die die
vorhandene gegenseitige Abschattung wihrend des Beschichtungsvorganges eindémmen.

In die In Fig.4 dargestellte Trigerscheibe 14 zur Aufnahme von schaftférmigen Substraten 10 miit kreisfdrmigem
Schaftquerschnitt sind parallel zur Trégerscheibenachse 22 Bonhrungen 24 auf der Trégerscheibenoberfldche territorial
gleichmiBig verteilt angeordnet, die mit einem geschlitzten PaBzylinder 25 mit wahlweise einsetzbaren unterschiedlichen
Innendurchmessern 26 und rickseitigem Fiihrungsbund 27 mit radial dazu wirkender Arretiarschraube 28 versehen sind, in
denen die Substrate drehbar und axial verschiebbar angeorrdnet sind.

Bei der in Fig.5 dargestellten Trigerscheibe 14 sind in den auf der Trdgerscheibe 14 radial angeordneten zur
Tragerschsibanachse 22 parallel verlaufenden Bohrungen 24 Klemmbolzen 29, auf denen schaftférmige Substrate 10 mit diese
radial durchdringenden Ausnehmungen 30 aufgenommen und durch dazu parallel verlaufende, auf der Oberflache der
Trégerscheibe substratspezifisch verteilt angeordnete Fixierstifte 31 lagebestimmt sind.

Die zu beschichtenden Substrate 10 sind auf substratspezifischen Trigerscheiben 14 direkt oder in sinem Magazinkérper 19 so
angeordnet, justiert und fixiert, daR die zu beschichtenden Elichen 21 iiberwiegend senkrecht 2u den Teilchenstrahlen 32 der
Strahlungsquelle 33 angeordnet sind und keine gegenseitiqe Abschattung erfolgt.

InVorbereitung des Beschichtungsvorganges warden die Trigerscheiben 14 jenach GroRe der zu beschichtenden Substrate 10
einzeln oder hintereinander mittels der Aufnahmeabohrung 16 der Tragerscheibe 14 auf den Autnahmeachsen 11 der
Bewegungseinrichtung 2 angeordnet und mittels des Arretierelements 17 festgespannt.

Wiihrend des Beschichtungsvorganges setzen sich die Aufnahmeachsen 11 infolge der als Planetenradgetriebe gestalteten
Bewegungseinrichtung 2 tiber der Strahlungsquelle 33 in Drehbewegung um mehrere Achsen,

Durch die Umlaufbewegung der Bewegungseinrichtung 2 und die Eigendrehung der Aufnahmeachsen 11, auf denen die
erfindungsgemaéBen Einrichtungen 1 angeordnet sind, wenden sich stindig andere Substrate 10 und stets andere Abschnitt der
2u beschichtenden Flichen 21 der Substrate 10 der Strahlungsquelle 33 2u, Die zu beschichtenden Fiichen 21 der Substrate 10
indern stets ihren Standort in der von der Strahlungsquelle 33 abgegebenen Wolke von Teilchenstrahlen 32.

Dadurch werden auf den zu beschichtenden Flichen 21 der Substrate 10 mit komplizierter und unterschiedlicher
Oberfldchengestalt gleichméBige geschlossene Schichten abgeschieden.
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